化学・新素材・ナノテクノロジーステーション　

「環境適応型新機能材料の合成と探索－プラズマと高圧利用」
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「開発目的」　２１世紀の課題の一つとして環境調和型の半導体材料の開発が揚げられ。その指針として，鉄やシリコンなどの存在量の多く毒性の低い元素（安心元素）を用いていわゆる環境半導体開発を行うことが提案されている。ダイヤモンドを超える硬質物質の開発も重要である。圧力は原子間距離を縮小する技術である。圧力効果により所望の物性発現を探索する。

「高圧技術」　ダイヤモンドアンビル装置により，約１００万気圧までの圧力を発生する。ダイヤモンドは透明であるため，圧力下でX線，光スペクトル等を測定することができる。

「β-FeSi2」　1.5ミクロン以下の短波長の光を吸収する。光吸収係数はSi等に較べて相当大きい（Feのｄ電子による）。従って，太陽電池，光センサー等の応用が有望である。また，硬い。研究室では対向ターゲット式スパッタ装置で超平坦膜の作製と組成比制御を課題とし，太陽電池への応用を中期目標として開発を進めている。
「β-C3N4」　理論的にはダイヤモンドより硬い。耐磨耗材として有望。大気圧プラズマ法により大量合成を探っている。形状はナノ粒子である。特許を出願した。
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Fig.4 大気圧N2プラズマ





Fig.2　Siとβ-FeSi2の吸収スペクトル
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Fig.5 ナノ粒子（窒化炭素）























Fig.1　対向ターゲットスパッタ装置。プラズマダメージから基板が保護されるのが特徴。
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